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摘要(译)

本发明公开了一种彩膜基板、显示装置及彩膜基板的制备方法，涉及液
晶显示技术领域。该彩膜基板包括彩色色阻层，所述彩色色阻层包括至
少三种光子晶体结构，用于透射至少三个波段的光线。本发明的彩膜基
板、显示装置及彩膜基板的制备方法使用具有光子晶体结构的材料薄膜
代替了原本的彩色色阻的结构，这样只用一次掩模曝光就可以实现原本
需要多次掩模曝光才能形成彩色色阻的制备，降低了制作成本，简化了
工艺流程；同时由于工艺流程的简化，产品的良率也得到了提高。
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